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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia warstw $wiattoczulych, zwlaszcza elektrofoto-
graficznych stanowigcy patent dodatkowy do pa-
tentu gléwnego nr 66466 pt. ,,Spos6b wytwarzania
warstw $wiatloczulych” polegajacy na nanoszeniu
cieklej mieszaniny substancji Swiatloczulej w 'po-
staci bezpostaciowego tr6jselenku arsenu, spoiwa
organicznego i rozpuszczalnikéw, w ktérym na 1
cm? powierzchni podloza nanosi sie 0,02 do 20 mg
trojselenku arsenu, a otrzymang warstwe Swiatlo-
czuly wygrzewa sie w temperaturze od 80°—180°C.

W wyniku dalszych badan stwierdzono, iz tak
wykonane warstwy o grubo$ciach zawartych w
przedziale od 15 do okoto 40 pm, co odpowiada
iloSciom od 1 do 2,8 mg trbéjselenku arsenu na
1 ecm? powierzchni podloza, ulegaja w trakcie pra-
cy przebiciom elektrycznym, przejawiajacym sie na
kopiach w postaci czarnych lub biatych kropek.
Przebicia majgce charakter gwaltownego przepty-
wu ladunku elektrycznego z powierzchni nalado-
wanej warstwy do przewodzacego podloza, wyste-
puja w miejscach niewielkich nawet nieciggloSci
powloki, takich jak pecherze, drobne mechaniczne
zanieczyszczenia czy aglomeracje czastek fotoprze-
wodnika w spoiwie, trudnych do unikniecia przy
lakierniczych metodach nanoszenia warstw Swia-
tloczulych. Przebicia takie wystepuja, gdy warstwa
zostanie naladowana do potencjatu wyzszego niz
500 V..Nie majg one wprawdzie znaczenia przy
wykonywaniu kopii z oryginaléw kreskowych, ta-
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kich jak druk lub rysunek, lecz uniemozliwiaja
wykonywanie kopii obrazéw p6ltonowych lub za-
wierajacych duze zaczernione powierzchnie, na kt6-
rych efekt przebié staje sie widoczny.

Podwyzszenie wytrzymalo$ci dielektrycznej war-
stwy jest mozliwe, przez zwigkszenie jej grubosci
powyzej 40 pm, jednak powoduje to zmniejszenie
jej Swiattoczulosei i pogorszenie wlasciwosei uzyt-
kowych. Natomiast ladowanie warstw, w celu u-
nikniecia przebié do potencjalu nizszego niz 500 V
nie zapewnia dostatecznego kontrastu napieciowe-
g0 .pomiedzy miejscami naswietlonymi i w efek-
cie powoduje pogorszenie jakoSci kopii.

Celem wynalazku jest unikniecie tych niedogod-
nosci i takie ulepszenie sposobu wytwarzania
warstw Swiattoczutych znanego z patentu PRL nr
66 466 umozliwiajacego uzyskanie elementéw $wia-
tloczulych o podwyzszonej wytrzymalosci dielek-
trycznej a-nie wykazujacych wad w postaci przebié
elektrycznych.

Cel ten zostal osiggniety w ten sposéb, Zze po-
wierzchnie podloza, ktérego gléwnym skladnikiem
jest aluminium przed naniesieniem mieszaniny za-
wierajacej tréjselenek arsenu pokrywa si¢ warstwg
tlenkowsg, zawierajgca tlenki metali, gléwnie tlen-
ki aluminium. Warstwe tlenkowa wytwarza sie
elektrolitycznie przez utlenianie anodowe. Nanie-
siong na powierzchnie podioza warstwe tlenkowsq
uszczelnia sie przez wygrzanie w Srodowisku wod-
nym, korzystnie w temperaturze 80 do 100°C w
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ciggu 0,5' do 2 godzin. Grubo$é wytworzonej war-
stwy tlenkowej wynosi 3 do 30 pum, korzystnie 10
do 15 pym.

Uzyskana w ten spos6b warstwa $wiatloczula
ma zwiekszong wytrzymato$é dielektryczna, przy
czym odpowiednio dobrana grubosé warstwy tlen-
kowej nie zakléca procesu rozladowania warstwy
pod dzialaniem $§wiatla. Stosowanie sposobu wediug
wynalazku umozliwia uzyskanie warstw $wiatlo-
czulych o dobrych wlasciwosciach elektrofotogra-
ficznych, przy czym nawet warstwy o grubosci 15
do 40 ym nie wykazuja przebi¢ i nadaja sig do
odtwarzania obrazéw péltonowych.

Proces wytwarzania warstw $wiatloczulych we-
dlug wynalazku wyjasniaja ponizsze przyklady.

Przyklad I. Plyte aluminiowg po odtluszcze-
niu w roztworze lugu poddano utlenianiu anodo-
wemu w 20% roztworze kwasu siarkowego. Proces
prowadzono w temperaturze 20°C w czasie 40 min.
przy gestosci pradu 1 A dcm?. Nastepnie w celu
uszczelnienia warstwy tlenkowej plyte wygrzano
w wodzie destylowanej o temperaturze 95°C w
czasie jednej godziny. Grubo$é warstwy tlenkowej
wynosila 15 um. Na tak przygotowane podloze wy-
lano mieszanine 40 czesci wagowych drobnoziarni-
stego tr6jselenku arsenu z 60 czeSciami wagowymi
zywicy epoksydowo-melaminowej, rozcieniczong od-
powiednio cykloheksanonem w ilosci takiej, aby na
jeden cm? podloza przypadalo 1,2 mg tréjselen-
ku arsenu. Po wygrzaniu w temp. 160°C grubos$é
Swiatloczutej powloki wynosita 18 pym. Na wyko-
nanej w ten spos6b warstwie Swiatloczutej, nala-
dowanej do potencjalu wynoszacego okolo 1000 V
uzyskano obraz péltonowy nie wykazujgcy zadnych
wad. Na warstwie $wiatloczulej wykonanej z tej
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samej mieszaniny i o takiej samej grubosci na
aluminiowym podlozu bez warstwy tlenkowej wy-
stgpily liczne przebicia.

Przyklad II. Walec wykonany ze stopu alu-
minium o symbolu PA6 poddano utlenianiu ano-
dowemu w roztworze zawierajacym 12% kwasu
siarkowego i 6% kwasu szczawiowego, w tempe-
raturze 30°C, przy gestosci pradu 0,5 A/dcm?2, w
ciggu 1 godz. Jako kagpiel uszczelniajaca zastoso-
wano roztwér octanu olowiawego o stezeniu 5 g/l,
o temperaturze 95—100°C. Grubos$é warstwy tlen-
kowej wynosita 8 um. Powierzchnie walca pokry-
to nastepnie mieszaning jak w przykladzie I, tak
aby uzyskaé warstwe Swiatloczula o grubosci 32
um, Warstwa nie wykazywala przebié chociaz war-
stwa Swiatloczula o takiej samej grubosci wyko-
nana na zwyklym podlozu ulegala przebiciom w
procesie kopiowania.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b  wytwarzania warstw $§wiatloczutych,
zwlaszcza elektrofotograficznych polegajacy na
tym, Zze na podloze nanosi si¢ mieszanine bezpo-
staciowego tréjselenku arsenu, spoiwa organiczne-
go i rozpuszczalniké6w, wedlug patentu giéwnego
nr 66 466 znamienny tym, zZe na powierzchnie pod-
loza, ktérego gléwnym skiadnikiem jest aluminium
przed naniesieniem mieszaniny zawierajacej tréj-
selenek arsenu nanoszona jest korzystnie elektro-
litycznie warstwa tlenkowa o grubosci 3—30 pm
korzystnie 10—15 pm a nastepnie warstwe te¢ u-
szczelnia sie przez wygrzewanie w Srodowisku
wodnym, w temperaturze 80—100°C w czasie 0,5—
—2 godzin.
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